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摘要(译)

本发明提供了一种新型层压物，用于改进交流电(ac)厚膜介电电致发光显
示器中所用的硫代铝酸盐基磷光体的运行稳定性。该新结构包括稀土激
活的碱土硫代铝酸盐磷光体薄膜层，以及与磷光体薄膜层底部直接邻接
并接触的氧化铝或氧氮化铝层。本发明特别可应用于电致发光显示器中
所用的磷光体，所述显示器采用经受高处理温度的厚介电层，以形成和
激活磷光体膜。
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